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１．概要（Summary） 

高付加価値ディスプレイの１つとして偏光制御が可能

なディスプレイが提案されている。円偏光は構造複屈折を

利用した 1/4波長板に直線偏光を通過させることによって

得ることが可能である。今回、波長板材料として Si3N4 を

選定し、微細加工ナノテクノロジープラットフォームの装置

を利用して構造複屈折のための微細加工プロセスの検討

を行った。 

 

Fig. 1 Schematic diagram of structural 

birefringence. 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速大面積電子ビームリソグラフィー装置 

【実験方法】 

スパッタリングによって成膜した Si3N4 膜上に電子線レ

ジストをスピンコートし、高速大面積電子ビームリソグラフィ

ー装置を用いて描画を行った。波長板の設計は光学シミ

ュレータによって行われた。 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

現像後のSEM観察画像をFig. 2に示す。やや歪み

はあるものの、描画条件の調整によってねらいのパターニ

ングを形成することができた。 

 

Fig. 2 A SEM image of resist patterning for 

structural birefringence. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

研究にご協力いただいた藤原康文様（大阪大学大学院

工学研究科）に感謝申し上げます。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 


